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[序論] クリーンルームにおけるシリコンウエハ表面の有機物汚染の挙動を調べるため、

前報[2]では水晶振動子(Quartz Crystal Microbalance, QCM)法[1]によるその場測定法を用

いて、乾燥窒素雰囲気におけるフタル酸ジエチル(DEP)の脱離速度が気流の流速の影響を

受けることを報告した。今回は、実際のクリーンルーム同様に湿度を有する気流の中で

DEP の付着・脱離挙動を測定したので報告する。 
[実験] シリコン表面を有する QCM センサーを乾燥窒素の流れに平行に置き、加湿した

後に DEP 蒸気を加えた。次に DEP 蒸気を停止し、加湿を停止して乾燥窒素雰囲気に戻

した。この間の QCM センサーの共振周波数の変化から、シリコン表面の DEP 付着脱離

挙動を観察した。 
[結果と考察] Fig. 1 に示すように、乾燥窒素に湿気と DEP 蒸気を供給および停止した操

作に対応して QCM センサー表面の付着量が段階的に増加・減少した。以上から、クリー

ンルームのように湿度を有する環境においても、有機汚染量を湿度と分離してその場測定

できると考えられる。 

Fig. 1 加湿時と DEP 蒸気供給時

の QCM 表面付着量の経時

変化 
 

文献 [1]島田ら, 空気清浄, 40, 24 (2002). [2]鈴木ら、第 64 回応用物理学会学術講演会予稿集, 2p-YC-7 (2003 年秋) 


